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PVD (Physical Vapour Deposition)

Proces fyzikálního napařování (původně vyvinutý pro použití v kosmické technice) probíhá ve 
vakuových komorách v magnetickém poli při teplotě 150 až 200 ⁰C. Součástky se tam otáčejí 
kolem několika os a fyzikálně se napařují směsí inertních plynů. Složení směsi plynů určuje 
barvu. Takto vytvořený velmi odolný a trvanlivý kovový povrch je asi 10x tvrdší než 
pochromovaný povrch.
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